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O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do modo de fotoativação e da distância da fonte 
fotoativadora na microdureza Knoop (KHN) e resistência à tração diametral (DTS) de 
compósitos à base de metacrilato (Filtek Z250 – 3M ESPE) e silorano (Filtek P90 – 3M ESPE). 
As amostras foram fotoativadas com 0, 3 e 6 mm de distância, através das fontes halógena 
XL3000 Kerr Demetron (XL) e LED de terceira geração Valo Ultradent nos modos Standard (S), 
High Power (HP) e Plasma Emulation (PE). Após a confecção, as amostras foram submetidas à 
KHN nas superfícies de topo (T) e fundo (F) e à DST. Observou-se que Filtek Z250 apresentou 
valores de KHN iguais ou maiores que Filtek P90. A superfície T apresentou maiores valores 
de KHN que F. A distância da fonte fotoativadora foi significativa para superfície F, 
apresentando os menores valores de KHN quando fotoativado a 6 mm. Em relação à DTS, 
observou-se que os maiores valores foram obtidos para Filtek Z250. Independente da distância 
e do tipo de compósito, maiores valores de DTS foram obtidos quando fotoativado com XL e os 
menores com S, diferindo estatisticamente entre si e sem diferença estatística com os demais. 
Pôde-se concluir que o compósito a base de metacrilato apresentou melhores propriedades 
mecânicas que o a base de silorano. 
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